
عنوان: بررسی راندمان حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین از محلول های آبی توسط فرآیند  

 ( Fe-Sفتوکاتالیستی در حضور نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه سولفید آهن ) 

مواد آلی، داروها اگر چه به عنوان نقطه عطف در پیشرفت علمی بشر به شمار می آیند، نگرانی  به عنوان گروهی اززمینه و هدف:  

حذف ناقص آن ها در طی فرآیند تصفیه فاضلاب نشان می دهد  های زیادی به دلیل تشخیص مداوم در محیط های آبی ایجاد می کنند.

که تصفیه خانه ها برای حذف فرآورده های دارویی ساخته نشده اند، بنابراین پساب های فرآورده های دارویی به عنوان منابع مهمییی از 

در حییذف تتراسییای لین بییا  فتوکاتالیستینگرانی های آلاینده های نوظهور توصیف می شود. این پژوهش با هدف تعیین کارایی فرآیند 

 صورت پذیرفت. UVA( در حضور نور Fe-Sاستفاده از نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایه سولفید آهن)

آزمایشگاهی بود که به صورت ناپیوسته در مقیییاپ پییایلوت و آزمایشییگاهی صییورت  -این مطالعه از نوع تجربی    ها:مواد و روش

،  TEM،XRD ،VSM ،FESEMهییای(  سیینتو و بییا ت نییی Fe-Sپذیرفت. ابتدا نانوکامپوزیت مغناطیسی بر پایییه سییولفید آهیین)

FTIR  ،DRS  وEDX مغناطیسی سنتو شده، مپوزیت یابی گردید. سپس پارامترهای موثر در حذف تتراسای لین توسط نانوکامشخصه

های فتوکاتالیسییتی، فتواکسیداسیییونی و جییذب ، غلظت آلاینده، دوز نانوکاتالیست و زمان تماپ در این مطالعه طی فرآیندpHاز جمله  

 100تی و فتواکسیداسیییونی در دمییای محیییط در حجیی   سطحی تتراسای لین مورد مطالعه قرار گرفتند. کلیه آزمایشات حذف فتوکاتالیس

های و آزمایشات جذب نیو بر روی نمونه UVA(  در حضور نور rpmدور بر دقیقه ) 150لیتر با استفاده از همون مغناطیسی با دور میلی

 دور در دقیقه انجام شد.   150با سرعت اختلاط  ان وباتور لیتر و روی شی رمیلی 100مشابه 

 20گرم بر لیتییر، غلظییت آلاینییده   5/0، دوز نانوکاتالیست  =7pHدست آمده مشخص شد که در شرایط بهینه )براساپ نتایج به  نتایج:

درصد بود. در ادامه نتایج حاصییل از   27/82دقیقه و دمای محیط( کارایی فرآیند تخریب فتوکاتالیستی    30گرم بر لیتر، زمان تماپ  میلی

آزمایشات نشان داد که قابلیت بازیابی و استفاده مجدد از نانوکامپوزیت سنتو شده جدید در اییین پییژوهش وجییود دارد،  بییه طییوری کییه 

( بییه UVAدرصد کییاهش یافتییه اسییت. فرآینیید فتواکسیداسیییون )18راندمان حذف نانوذرات بعد از پنج مرحله استفاده مجدد،  حدود  

و دوز جاذب و همچنین با کاهش غلظییت اولیییه  pHرا نشان داد. همچنین نتایج نشان داد که با افوایش  %16تنهایی نیو راندمان حدودی  

یابد و در شرایط بهینه فرایند جذب سطحی که مشابه با فرآیند فتوکاتالیسییتی بییود نیییو رانییدمان  آلاینده درصد جذب سطحی افوایش می

 درصد دست آمد.  75/33

مطالعییه و بییا توجییه بییه کییارایی بییالای نانوکامپوزیییت مغناطیسییی سیینتو شییده در فرآینیید  اییین از حاصییل براساپ نتایجگیری: نتیجه

عنوان کاتییالیوور در تخریییب و حییذف تواند بییهچنین سنتو نسبتا ساده و جداسازی راحت آن با آهنربا میفتوکاتالیستی تتراسای لین و ه 

 های آلی مقاوم دارویی مورد استفاده قرار گیرد. آلاینده 

  ، جذب سطحیUV-Aفرآیند فتوکاتالیستی؛ تتراسای لین؛ نانوکامپوزیت مغناطیسی؛ نور  کلمات کلیدی:


